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Аннотация 

Целью работы являлось исследование параметров плазмы магнетронного 

разряда в процессе нанесения тонких пленок меди на кремневую пластину и 

определение минимальных значений тока стабильной работы магнетрона. 

Нанесение тонких пленок методом магнетронного распыления может иметь 

перспективную область применения в нанотехнологиях, а именно в технологиях 

получения нанокомпозитных тонкопленочных материалов. 

В работе измерены и нанесены на график вольт-амперные характеристики 

магнетрона при нескольких значениях давления и зависимость напряжения 

пробоя от давления газа. Синтезирована тонкая пленка меди и определена 

скорость ее напыления. 
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